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Abstract:  

パラフィン(CnH2n+2)やオレフィン(CnH2n)などの化学的に不活性な有機薄膜は、壁面衝突に伴うスピン偏極気体
のスピン緩和率を大幅に下げることが知られている。[1] この種の有機薄膜を内壁に蒸着した蒸気セルのこと
をスピン緩和防止コーティングセル (ARC cell: Anti-Relaxation Coating cell)と呼ぶ。例えば、スピン偏極したア
ルカリ金属原子が壁面に衝突する際、ガラス壁、パラフィン壁、オレフィン壁でのスピン緩和率はそれぞれ、

1、~10-4、~10-6程度となることが知られている。 
ARC cell研究は、詳細な原理理解よりも完全に機能利用の方が先行しているような分野である。また、ARC cell
作成は歩留が悪く、精巧なガラス細工技術が必要で、作成できる人間も世界的に少ない。 
畠山研はこの状況を解決すべく様々なアプローチで研究を進めている。その中で、発表者は原子の表面過程の

詳細な理解を目指し、原子ビームやよく定義されたARC基板などを活用した表面散乱実験を行ってきた。これ
までの実験で、パラフィン表面で散乱する原子のスピン緩和は観測されない一方、室温〜低温のパラフィン表

面と完全に熱平衡化することがわかってきた。[2-4] 結論として、我々は「パラフィン表面での原子散乱では、
原子の外部運動状態は表面温度と熱平衡化し変化するが、一方で内部量子状態は維持される」という新たな描

像を得ることに成功したといえる。 
こういった結果を含めた我々の実験的知見の蓄積は、既存のARC cell研究へと貢献するのみに留まらず、冷却
原子・分子実験を見据えた超高真空環境下への高密度の金属原子・極性分子蒸気のローディング手法[5,6]や、
これまでにない新たな量子系の設計・開拓へとつながると考えている。 
本セミナーでは、最新の研究状況と研究の将来的な展望について議論する。 
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